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１．概要（Summary） 

一細胞レベルでサイズやタンパク質レベル、遺伝子発

現量を分析することは疾病診断や治療、臨床研究の領域

で重要とされている。これまでに微細加工技術を応用した

様々な細胞操作デバイスが報告されている。今回、新た

な診断技術の開発を目指し、大阪大学ナノテクノロジー

設備共用拠点を利用して、細胞操作のためのマイクロ流

路パターン作製を目指した。今回は多元 DC/RF スパッタ

装置、LED 描画システム、マスクアライナー等を用いてシ

リコンウェハ上に流路パターンの鋳型を作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ・多元 DC/RF スパッタ装置 

 ・LED描画システム 

・マスクアライナー 

【実験方法】 

a. フォトマスク作製 

Cr 層をスパッタリングしたガラス基板上にフォトレジスト

をスピンコートし、LED 描画システムを用いて目的の流路

パターンを描画する。その後現像、クロムエッチングにより

フォトマスクとした。 

b. 流路構造作製 

 シリコンウェハ上にフォトレジストをスピンコートし、a で作

製したフォトマスクを介してマスクアライナーを用いて露光

した。その後、現像することでシリコンウェハ上に目的の流

路構造をパターニングした。 

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

a. フォトマスク作製 

 自社の顕微鏡を用い、作製したフォトマスクの構造サイ

ズを測定した。LED 描画システムによる最適な露光により、

設計通りの流路構造（流路幅：5～200 µm）を有したフォト

マスクを作製できたことを確認した。 

b. 流路構造作製 

 自社の顕微鏡を用い、シリコンウェハ上に形成した流路

構造サイズを測定した。形成した構造体サイズが目的の

サイズとは大きく離れていることを確認した。今回の目的

構造の高さは 30 µm であるが、作製された構造体の高さ

は 15 µm程であった。これはフォトマスクの成膜条件やマ

スクアライナーによる露光条件が最適ではないことに依る

と考えられる。次年度以降、条件の最適化により、目的の

構造作製を達成できると考える。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 ・装置使用時、実験条件検討等におけるサポート、フォト

マスク作製時の技術代行を実施いただきました法澤公寛

様（大阪大学）に感謝します。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 


